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引  言

本规范依据JJF1001 《通用计量术语及定义》、JJF1071 《国家计量校准规范编写

规则》编制,参考了IEC/TS62622:2012 《纳米技术 人造光栅的描述,测量和几何

量的质量参数》(Nanotechnologies—Description,measurementanddimensionalquality
parametersofartificialgratings)、Nano4一维光栅比对 (Nano4comparisonon1Dgrat-
ings)、Nano5二维光栅比对 (Nano5comparisonon2Dgratings),测量不确定度的评

定按照JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》进行。
本规范为首次发布。
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激光衍射法反射光栅

校准规范

1 范围

本规范适用于平均间距为 (140~2000)nm、能观测到衍射现象的一维或二维反

射光栅的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T13962—2009 光学仪器术语

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 光栅 grating
一种表面排列大量精细的、相互平行的、等距的、周期性的、相同的结构的光学器

件。其周期性结构既可以是直线阵列,也可以是沿直线排列的点阵。
注:此处光栅的定义与GB/T13962—2009 《光学仪器术语》6.139中光栅的定义不同。此处的

定义仅针对被校准对象的特征。

3.2 反射光栅 reflectiongrating
入射光与衍射光在光栅工作面同一侧的衍射光栅。

3.3 间距 pitch
光栅上相邻结构之间的距离。
注1:单位为nm。

注2:一般用结构的中心距确定间距,有些情况下也可以用结构的边界确定间距。

3.4 平均间距 meanpitch
由光栅上多个间距确定的间距的平均值。
注:单位为nm。

3.5 利特罗结构 Littrowconfiguration
反射光栅衍射时,衍射光与入射光重合时的光路结构。

3.6 利特罗角 Littrowangle
当反射光栅的衍射光与入射光重合时的衍射角。
注:单位为rad。

3.7 二维光栅正交性 orthogonalityofthe2Dgrating
二维光栅上沿横向排列的点阵与沿纵向排列的点阵之间的夹角。
注:单位为rad。
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